KIESOW OBERFLACHENCHEMIE GmbH & Co. KG
Krom a dobbdl — Lehetséges?

1.4bra: A m(jszaki'kézpontban SAPHIR 2050-nel bevont mintak

A krom bevonatok fontos szerepet jatszanak mind a dekorativ, mind a funkcionalis galvanizalasban. A
dekorativ bevonatolds egyes teriiletein a haromértékl krémozast mar sikeresen megvaldsitottak,
annak ellenére, hogy a hat vegyértékd elektrolitokhoz képest kényesebb a folyamatszabalyozas. El6nye
a kisebb egészségligyi kockazat mellett, hogy a hat vegyértékd elektrolitokkal ellentétben a bevonasi
folyamat rovid aram megszakitas utan is folytathatd. Ezt a tulajdonsagot hasznaltuk ki az Gj SAPHIR
2050 elektrolitunk fejlesztése soran.

A SAPHIR 2050 egy innovativ dobos-eljaras krom levalasztasara. A kis alkatrészek idGigényes és
faradsagos rogzitésére mar nincs szlikség, igy a krdmozas kodzvetlenil a dobos nikkelezés utan is
elvégezhet6. Tetszetds, vilagos, fényeskromréteg rakodik le (lasd 1. abra).

A folyamat kilonféle adalékokkal nagyon jél szabalyozhatd. Az adagolas féként folyékony formaban
torténik. A legfontosabb adalékanyagokat és a munkaparamétereket az 1. tablazat tartalmazza. A
SAPHIR 2050-et sikeresen teszteltliik mind a m(iszaki k6zpontban, mind pedig lgyfélnél. A 0,1-0,3 um
krédm rétegvastagsag 30 perc alatt érhet6 el. A kivald szérdképesség miatt az apro alkatrészek teljesen
bevonhaték a dobban, ahogy az a 2. dbran [dthat6. A SAPHIR 2050 gyakorlati tesztelésére egy
szallithatd teszttartalyt épitettiink, amely lehet6vé teszi, hogy a folyamatot kozvetlendl a
berendezésben teszteljiik (3. dbra).
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2. dbra: Bevont mintdk a vevénél (20 A, 30 perc, 52 °C). 0,18 - 0,29 um rétegvastagsagot mértunk.

Hatarértékek Optimum
SAPHIR 2000 Donator 65—75ml/l 70 mi/l
SAPHIR 2000 270 -300 g/ 280 g/l
Conductor
SAPHIR 2000 40 - 50 ml/I 45 ml/l
Improver
SAPHIR Additiv 950 10-15 ml/I 13 ml/l
Hémérséklet 50-55°C 52°C
pH-érté 3,2-3,6 3,4
Erintkezési id6 30 - 60 min. perc vagy igény szerint|
Siirliség 23 °Be

1. tablazat: A SAPHIR 2050 miikodési paraméterei

3. dbra: Dobos tesztekhez valo berendezés. A kad szivattyuval,
flitéssel és ioncseréld oszloppal van felszerelve.

A kobaltmentes SAPHIR 2050 elektrolit széles tartomanyban mikodik, az adalékanyagok kdénnyen
analizalhatdak. Az elektrolit és az 6blitéviz is hazon beliil artalmatlanithaté egy specialisan kidolgozott

technoldgia szerint. A mddszer lehet6séget ad a munkafolyamatok egyszerdsitésére és a folyamatok

felgyorsitasara.



